AR NEWS

52. Ausgabe, Oktober 2025, Allresist GmbH
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Willkommen zur unserer 52. Ausgabe der AR NEWS.

Der stetige wirtschaftliche Aufschwung der Allresist halt trotz der weltweiten Turbulenzen an. Die
intensive Forschungsarbeit zahlt sich aus, die Spitzenprodukte Medusa 84, CSAR 62 und Electra 94
sind weltweit begehrt. Dadurch hat sich der Kreis unsere Stammkunden weiter vergroRert.

Die steigende Nachfrage nach unseren Produkten macht eine zusatzliche Erweiterung des Firmen-
gebaude erforderlich. Unsere Planung ist bereits weit fortgeschritten und der Bauantrag gestellt. In
den AR NEWS im April 2026 werden wir Sie Gber den Baubeginn und Baudetails informieren.

Wir bleiben unsere Philosophie treu: Neue Produkte werden auf Kundenwunsch auf den Markt ge-
bracht, gemeinsam mit grolen Kunden werden passgenaue Resists flir deren Technologie entwickelt
und wir setzen wie gewohnt auf eine partnerschaftliche und respektvolle Zusammenarbeit mit un-
seren Partnern und Kunden.

Wie in jedem April und Oktober mdéchten wir Sie gern weiterhin tiber die Weiterentwicklung unseres
Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren.

1. Allresist auf den Konferenzen
EIPBN 2025 und MNE 2025

Abb. 1 FUE-Team von Allresist auf der EIPBN in Savannah

Viele Kongressteilnehmer, die unsere Resists,
wie z.B. unsere Spitzenprodukte CSAR 62,
Phoenix 81 und Electra 92 einsetzen, besuch-
SAVANNAH 2025 ten unseren Stand, sprachen lber ihre Ergeb-
nisse und Erfahrungen mit unseren Resists
und stellten weiterflihrende Fragen. Auch lob-

Allresist nahm nun schon zum 9. Mal an der EIPBN ten sie die hohe Qualitit unserer Produkte
teil. Die Konferenz fand dieses Jahr an der Ost- und die kurzen Lieferzeiten. Aber auch An-
kiste der USA in Savannah im Mai statt. Wie jedes wender, die bisher mit Allresist keinen Kon-
Jahr waren wir als Goldsponsor angemeldet und takt hatten, informierten sich tiber Neuent-
verfligten Uber einen grofRen informativen Stand. wicklungen und Produktportfolio.
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Abb. 2 Kongressteilnehmer an unserem Stand

Unsere Neuentwicklung Medusa 84, die wir im
letzten Jahr intensiv weiterentwickelt hatten,
stield auf sehr grolRes Interesse. Mit diesem Resist
haben wir eine langzeit- und prozessstabile Alter-
native zum HSQ-Resist geschaffen, der iber weit-
aus anwenderfreundlichere Eigenschaften als der
HSQ verfligt (= Punkt 2).

Im Rahmen der Medusa 84 Arbeiten wurde auch
ein neuer gesundheitlich unbedenklicher Entwick-
ler (Choline) flr die HSQ-Resists gefunden, der das
toxische TMAH ersetzen kann (= Punkt 3), was
ebenfalls grofe Aufmerksamkeit erzeugte.

Im Rahmen eines Industry-Talk prasentierte
Mandy Sendel die Ergebnisse unserer neuen Spit-
zenprodukte.

Abb. 3 Mandy Sendels Vortrag bei der EIPBN wurde mit gro-
Bem Interesse aufgenommen

Im September fand die MNE zum 51. Mal statt,
diesmal in Southampton. Auch hier waren wir
wieder Goldsponsor mit einem attraktiven Stand.

Abb. 4 Fuk- Allresist Team auf der MNE in Southampton

Wie (blich stield unser Portfolio auf groRes In-
teresse, dabei war das Allresist-Hauptthema
auf dem Kongress wiederum Medusa 84. Je-
doch wurden auch die Ergebnisse von Electra
94, eine Weiterentwicklung der vorangegan-
genen Electra-Varianten, sehr interessiert auf-
genommen.

Die verbesserten Eigenschaften von Medusa
84 wurden durch Langzeittests bestatigt. Im-
mer mehr Anwender hatten die Moglichkeit
Medusa 84 zu testen. Drei Beispiele sind
schon in der AR NEWS Oktober 2024 (51. Aus-
gabe) veroffentlicht, im folgenden Punkt wer-
den weitere interessante Applikationen vor-
gestellt (= Punkt 2).

Harry Biller stellte bei einem Industrie-Talk
unsere neusten Produkt-Entwicklungen vor.

Medusa 84 SiH — a brand new
———
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Abb. 5 Highlight des Vortrages von Harry Biller waren die
Ergebnisse von Medusa 84

Dabei verwies er auf einen spater folgenden
gemeinsamen Vortrag mit dem ENAS, wo de-
monstriert wurden, dass Medusa 84 mit dem
ungefahrlichen Choline entwickelt wurde und
herausragende Ergebnisse resultieren (2>
Punkt 3).
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Abb. 6 Pia Kohlschreiber vom ENAS préasentiert die gemein-
same Entwicklung von Medusa 84

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit der Produkt-
entwicklung wird selbstverstdndlich fortgesetzt.

Wir sehen uns im nachsten Jahr zur EIPBN in Den-
ver und zur MNE in Interlaken wieder.

2. Medusa 84 - AR-N 8400 SiH, die
zuverldssige Alternative zum HSQ-Resist

Im letzten Jahr wurde intensiv am Resist Medusa 84
gearbeitet. Die Synthese und folgende Aufarbeitung
der Polymere wurde so gestaltet, dass die stabilste
Molekdlfraktion isoliert werden konnte. Dadurch
sind verbesserte Haltbarkeiten moglich: Bei einem
Feststoffgehalt bis 8 % (AR-N 8400.08) sind bei einfa-
cher Kihlschranklagerung Lagerzeiten liber 6 Mo-
nate ohne QualitatseinbulRe moglich.

Anders ist das leider bei einem hoheren Feststoffge-
halt von 22%. Der SX AR-N 8400.22, mit dem Schicht-
dicken > 1 um erzielt werden kénnen, kann wahrend
der Kiihlschranklagerung nach wenigen Monaten ge-
lieren. Notwendig ist hier daher eine deutlich kiihlere
Lagerung. Lagertemperaturen bei -20 °C hemmen
den Gelierungsprozess deutlich, in Flussigstickstoff
wird er sogar vollstandig gestoppt.

Mit dem AR-N 8400.22 wurde ein Doppelbe-
schichtungsverfahren am FZ Jilich demonstriert
mit einer prazisen Steuerung des Prozessablaufs.
Der Prozess beginnt mit einem Spin-Coating-
Schritt bei 2.000 U/min unter Verwendung des SX
AR-N 8400.22, gefolgt von einem 5-mindtigen
Ausbacken bei 210 °C auf einer Heizplatte. Es ist
wichtig, dass der Wafer vor dem zweiten Spin-
Coating funf Minuten lang abkihlen kann. An-
schlieBend wird ein zweites Spin Coating mit ei-
nem Bake von 130°C fiir 5 Minuten durchgefiihrt.
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Abb. 7 Medusa 84 Sdulen mit dem SX AR-N 8400.22, 100
kV, 600 pC/cm? Developer AR 300-73, @ Dr. Yurii Kuto-
vyi Peter-Griinberg-Institute (PGI-9) & JARA-FIT, For-
schungszentrum Jilich

Bei Drehzahlen von jeweils 1.000 U/min wur-
den Schichtdicken von 1,6 um erreicht. Die re-
sultierenden Strukturen sind bei folgenden
Atzprozessen fiir maximale Atztiefen geeignet.

Eine weitere Anwendung ist mit einem Me-
dusa 84 auf 2% Feststoff eingestellt moglich:
Auf unsere Bitte hin verglich Frau Joanne
Schieser von der Raith GmbH Medusa 84 mit
einem kommerziellen HSQ-Resist in Pulver-
form. Sie bestimmte die kleinsten gemesse-
nen Linienbreiten (50 kV). Dabei waren die
Strukturen des Medusa 84 (3,6 nm) direkt
nach der Beschichtung geringfligig besser als
das Pulver-HSQ (5,2 nm). Die nachsten Mes-
sungen wurden 14 Tagen nach der Beschich-
tung durchgefiihrt. Hier waren beide Resists
fast gleich (Medusa 84: 3,8 nm, HSQ-Pulver:
4,2 nm). 65 Tage nach der Beschichtung lagen
die Strukturbreiten fir Medusa 84 bei 5,9 nm,
beim HSQ-Pulver bei 6,9 nm. Das verdeutlicht
die bessere Qualitdat der Medusa 84 Schichten
gegenlber dem HSQ-Polymer.

Ein weiteres wertvolle Ergebnis ergaben die
Untersuchungen der Stabilitat der Medusa 84
Resists mit 2% Feststoffgehalt bei unter-
schiedlichen Lagerbedingungen. Die Lacke
wurden 3,5 Monate bei -30 °C, bei 0 °C und
bei Raumtemperatur gelagert. Wiederum
wurde die kleinste Linienbreite gesucht. Er-
staunlicherweise gab es kaum einen Unter-
schied zwischen den drei Lagerbedingungen.
Unabhangig von der Lagertemperatur wiesen
alle Proben eine Linienbreite zwischen 3,6 und
4,2 nm auf.
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Entwicklung: 1 min in 1% KOH

Lagerung bei-30°C Lagerung bei 0°C Lagerung bei 23°C
Dosis: 14.700 pC/ecm Dosis: 16.400 pC/em Dosis: 12.600 pC/cm

Abb. 8 Vergleich der kleinstmoglichen Linienbreiten von Medusa
84 mit 2% Feststoffgehalt nach unterschiedlichen Lagerzeiten

Will man Medusa 84 auf isolierenden Substraten
wie z.B. Quarz strukturieren, ist die neue Variante
Electra 94 dafiir ideal geeignet. Der leitfahige Resist
wird auf Medusa 84 aufgeschleudert und leitet bei
der Bestrahlung die Aufladungen ab. Die Schicht
weist exzellente Beschichtungs- und Hafteigen-
schaften auf und ist sowohl fir HSQ-Resists, Me-
dusa 84 und viele andere Resists geeignet.

e §
.

der neuen leitfahigen Schicht Electra 94 (@Drent, AMOLF Na-
nolLab Amsterdam

Wir haben die Qualitdt des Medusa 84 jetzt auf
ein so hohes Niveau gehoben, dass wir den An-
wendern eine praktikable und anwenderfreundli-
che Alternative anbieten kénnen. Gern unterstut-
zen wir Sie bei der Einfllhrung des neuen Resists.

Einen Artikel Uber Medusa 84 finden Sie in der
Zeitschrift EPP (siehe Link). EPP: https://epp.indus-
trie.de/news/wie-anorganische-resists-neue-
massstaebe-in-der-elektronenstrahllithographie-setzen/
3. Der neue Choline Entwickler AR 300-41- eine
ungefahrliche Alternative fiir TMAH-Entwickler

Tetramethylammoniumhydroxid TMAH wird als 25
% wassrige Losung in der Halbleiterindustrie haufig
flr das nasschemische anisotrope Tiefatzen von Si-
lizium (Si) verwendet. TMAH wird als gefahrlicher
Stoff eingestuft, der beim Verschlucken oder bei
Hautkontakt in dieser Konzentration todlich sein
kann.

Ein groRes Anwendungsgebiet von TMAH ist der
Einsatz als metallionenfreier Entwickler flr viele
Photo- und E-Beamresists. Hier sind die Konzentra-
tionen weitaus geringer als beim Atzen, jedoch

auch die am meisten verwendete Konzentra-
tion von 2,38 % TMAH wird als gefahrlich ein-
gestuft. Aus unseren vielfdltigen Kundenkon-
takten wissen wir, dass viele Anwender liebend
gern auf das TMAH verzichten wiirden.

Die Fraunhofer Gesellschaft ENAS, Chemnitz,
und Allresist haben gemeinsam die Anwen-
dungseigenschaften von Medusa 84 verbes-
sert. Im Rahmen der Entwicklungsarbeiten
wurde auch nach alternativen Entwicklern ge-
sucht. Der 25 % TMAH-Entwickler ist fur die
Strukturierung von Medusa 84 gut geeignet, je-
doch eben sehr toxisch. Gemeinsam mit dem
ENAS wurde alternativ Choline als Entwickler
getestet.

GHs
HsC-N"—""OH
CHs ~OH

Abb. 10 Cholinhydroxid -Losung

Choline ist wie TMAH eine quartare Ammoni-
umverbindung, wird jedoch als gesundheit-
lich unbedenklich auch bei héheren Gehalten
eingestuft. Wie sich bei den Arbeiten heraus-
stellte, wird eine Konzentration von 45 % fir
eine optimale Entwicklung des Medusa 84
benétigt. Uberraschenderweise zeigte sich,
dass der Choline-Entwickler dann sogar eine
héhere Empfindlichkeit als TMAH generiert.
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Abb. 11 In der Prasentation von Pia Kohlschreiber vom
ENAS zeigt die griine Gradationskurve des Choline-Ent-
wicklers (chOH) die hochste Empfindlichkeit

Dieser neue Entwickler AR 300-41 rundet die
vielfdltigen und zuverldassigen Anwendungs-
moglichkeiten von Medusa 84 ab.

Nunmehr laufen jetzt intensive Arbeiten, um
auch fir die ,gebraduchlichen” Photoresists
gesundheitlich unbedenkliche, metallionen-
freie Entwickler auf der Basis von Choline zu
entwickeln. Wir sehen darin einen Beitrag
zum Schutz der Gesundheit unserer Anwen-
der und der Nachhaltigkeit in der Chemie-
Branche.
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https://epp.industrie.de/news/wie-anorganische-resists-neue-massstaebe-in-der-elektronenstrahllithographie-setzen/
https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/substance/cholinehydroxidesolution12118123411

Wir hoffen, dass fiir Sie Interessantes und Anregendes dabei war und freuen uns Uber lhr Feedback.
Die nachste Ausgabe der AR NEWS werden wir Thnen wieder im April 2026 vorstellen.
Bis dahin wiinschen wir Ihnen und uns viel Erfolg ©.

Strausberg, 28.10.2025
Matthias, Brigitte und Ulrike Schirmer im Allresist-Team
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